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シリコン表面にフッ素化剤の一種である N-

フルオロピリジニウム塩を塗布し、光を照射す

ると、逆ピラミッド構造が形成できることを

我々はこれまでに報告している 1)。 

今回我々は温度を変えることにより、マイク

ロオーダーの逆ピラミッド構造にナノオーダ

ーのサブ構造が形成されることを見出した。 

n-Si(100)（0.5-3.5Ωcm）上に塩を液状で塗布

し、基板下を 100℃または 125℃に制御した状

態でハロゲンランプを用いて 4.0W/cm2 の強度

で光照射を行った。エッチング後、走査型電子

顕微鏡(Scanning Electron Microscope: SEM)を用

いて表面の微細形状を観察した。また積分球を

用いて反射率を測定した。 

図 1 に各温度におけるエッチングで形成さ

れた構造の SEM 像を示す。100℃では図 1(a)

のような逆ピラミッド構造が観察された。

125℃では図 1(b)のような、マイクロオーダー

の逆ピラミッド構造にナノオーダーのサブ構

造が形成されているのが観察された。図 2 にこ

れらの構造とエッチング前の表面の反射率を

比較して示している。ここから逆ピラミッドに

より、エッチング前よりも反射率が下がり、サ

ブ構造が形成されることにより、さらに反射率

が下がることが分かる。 

図 1 各温度条件における SEM 像 

図 2 各構造の反射率 

以上の結果からダブルテクスチャを形成す

ることにより低反射な表面を作製できること

が分かった。 

 

参考文献 

1. 平野他、 2012 年度精密工学会秋季大会学術

講演会講演論文集 885-886 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17a-C6-6

03-541


